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   平成１９年 ４月  兵庫県立大学大学院工学研究科助教 
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          平成２６年 ４月 APEX/JJAP 編集貢献賞（応用物理学会） 
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thin films, Scientific Reports, 10 (2020) 15108. 
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Phys., 60 (2021) SFFB10. 
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